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151 invento aqui descrito se refiere a material ex
chapa embutido profundamente y a un método para la producH
cién del mismo.

Las estiructuras de aislamiento térmico reflectan-
tes estdn coustruidas de armazones metdlicas envolventes
que contienen eun las mismas una pluralidad de ldminas o
chapas metilicas reflectantes cespaciadas. in ila industrisz
de la c¢nergia nuclear se estdn utilizando varias de tales
estructuras, ya que el aislamiento reflectante se utiliza
ampliamente para conseguir un aislamiento térmico de reacH
tores nucteares y de los tubos asociados. kn tal tipo de
estructura, las chapas metdlicas reflectantes individualed
estdn separadas por distanciadores sobresalientes formados
por cmbuticibén a partir de las caras de cada chapa. Las
estructuras de aislamiento térmico reflectantes para uso
con tubos sc conocen también cowo estructuras de aislamiel
to de panel plano. También se conoce la formacidén secuer-
cial de chapa metilica.

Las estructuras de aislamiento térmico reflectan-
tes de la técnica anterior que utilizan chapa metilica sed

mi-rigida o rigida con protuberancias distanciadoras o esd

paciadores tiemnen, cominmente, orificios y raspgaduras. Lg

ftos orificios y rasgaduras se forman frecuentemente en la

chapa metdlica cuando é€sta estd siendo dotada por embuti-
cidn de las protuberaucias., Una desventaja de estos ori-
Ticios y rasgaduras es ¢ue permiten la trausferencia de cé
lor por conveccién (pérdida) desde una capa de aire forumad
da entre chapas apiladas, del metal en chapa embutido a

otra capa de aire., fsta cara uutua y este movimiento del

L




v

1o

15

20

25

30

Hojn nx’\m.s . 2.7 014'6.,

aire entre capas reduce sustancialmente la eficacia térmi-
ca de la estructura de aislamiento reflectante. Asi, en
una situacién ideal no hay roturas ni -rasgaduras en la

chapa metdlica que permitan la transferencia de calor por
corrientes de aire de conveccién.Otradesventaja de las rg
turas y rasgaduras en la chapa metdlica es que si las prog

tuberancias distanciadoras se rasgan a rompen de manera

importante, su integridad puede verse afectada en tal me -
dida que las protuberaricias se plegarin y harén que las

chapas apiladas tengan un mayor 4rea en contacto mutuo, 1lg

1254

que da como resultado un aumento de la transferencia de cg

lor por conduccién directa,

Un objeto del presente invento es superar las dey

ventajas de las estructuras de aislamiento térmico reflec
tantes de la técnica anterior proporcionando un método y
un aparato para la produccién de material en chapa embutir
do profundamenté, adecuado especialmente para uso en ais-
lamdento téimico reflectante, en los que se elimina cual-
quier desgarro o perforacién apreciables del material efl
forma de chapa,

En consecuencia, el presente inveuto proporciona
un método para la embuticién profunda de material en cha=-
pa, especialmente adecuado para uso en el aislamiento téx
mico reflectante, caracterizindose el método por embutir
priijierc el material en chapa con un diseiio en relieve de
una pluralidad del montfoulos espaciados, de no més de 1
cm. de altura, formando el Area en torno a los montfculos

una pluralidaed de valles que se intersecan y, después de
0llo, embutir sobre el disefio en relieve un diseilo de em-

buticibén profunda que comprende una profundidad de gran-
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des protuberancias gue sobresalen desde una cara del mated
rial en chapa, teniendo cada protuberancia una base mis a
cha que su vértice, en la que la base suficientemente graj
de con respecto a los monticulos para incluir al menos pax
tes de varios monticulos, y en la que la altura de las pPTrY
tuberancias es mayor que la altura de los monticulos.
El producto fabricado de acuerdo con el método
del presente invento es especialmente adecuado para uso

en estructuras de aislamiento térmico reflectarntes. Las

protuberancias profundas formadas en el material en chapa
separan chapas adyacentes cuando éstas estin apiladas en
una estructura de aislamiento de tal manera que los (ni-

cos puntos en contacto entre chapas adyacentes son los
vértices de las protuberancias. Este contacto mfnimo en-

tre chapas adyacentes apiladas en una estructura de aislai

miento reduce al mininmo la transferencia de calor por coni
ducoidén y la ausencia de rasgaduras importantes de las
chapas reduce al minimo la transferencia de calor'por con
vecoidn, proporcionando asf{ una estructura de alslamiento
reflectante eficaz, que es de fabricacién reclativameute
econdmlca en comparacidén con los aislamientos térmicos red

flectantes conocildos, que hacen uso de costosos distanciad
dores no integrales para separar chapas individuales de g
terial en chapa reflectante.

La figura 1 ilustra esquemfticamente un aparato

adeduiado para uso en el método de acuerdo con el presenfe
invento, para la embuticidn profunda de material en chapa.

La flgura 2 es una vista en pebrspectiva de una

parts do una chapa de material en chapa antes de la embl«

ticidn profunda, ¢(ue tilene el disefic en relieve realizado
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por ewbuticibén en ella.

La figura 3 es una vista en perspectiva de un
segmento de maferial en chapa que tiene en é1l el diseiio
en relieve y el disefio de embuticién profunda producido
de acuerdo con ¢l método del presente invento; y V

la figura 4 es una vista en perspectiva parcial
de una estructura de aislamiento reflectante tipica fabris
cada de acuerdo con el presente inQento.

Un aparato adecuado para uso en el método del pre
sente invento se ilustra esquemdticamente en la figura 1.
Un material en chapa 2 que ha de embutirse, norumalmente
con un espesor de 0,254 a 0,127 mm, es una hoja metilica

reflectante tal como de aluminio o de acero inoxidable.

El material en chapa 2 pasa desde un rollo de alimentacidny
3, a través de una serie de rodillos enderezadores design%
dos en general por el nlmero de referencia 6, a un corta-
dor 9 que separa por corte material en dhapa continua en
forma de segmentos individuales 11 dé longitud predetermdiy
nada. Los rodillos enderezadores 6 y el cortador 9 estdn
disefindos de manera usual y trabajan normalmente en forma
automdtica., Pueden utilizarse unos medios usuales adecua
dos (no representados) para regular la longitud de los sek
mentos 11 de material de chapa metdlica.
Los segmentos de material de chapa metilica indii
viduales (denominados en lo gque slgue simplemente "chapas!
son transportados luego porx uﬁ trangportader 12 a la dis-
tancia de agarre 17 conprendida entre uit par d¢ rodillos
15 ¥ 18 que, Juntos, constituyen una ufiidad de formacién

de diseilo en relieve designeda en general por el mimero
de referencia 21. Los rodillos 15 y 18 de emwbutiocidn de




10

30

Hoja nam.§ ;..).7011'6

disefio en relieve imparten el disefio 1lustrado en la figu-
ra 2 a laé superficies de los segmentos 11l de material de
chapa. Las superficies de los raedillos 15 y 18 ilustrados
tienen una ;onfiguracién tal que formen pequeiias colinas
a través de ambés superficies de material en chapa, reduz
can ligeramente la anchura y la longitud totales del mated
rial en chapa, y proporcionen un grado de "aflojamiento?
en el material en chapa, que permita la siguiente impresi
de un diseiio de protuberancias profundas mediante una uni-
dad 30 de embuticidn profunda. Para este propdsito, los
rodillos 15 y 13 pueden tener un. disejic de elevaciones 36
y depresiones 39 en contrapartida. Lste diseiio de depre-
siones y elevacilones puede adoptar la forma de superfi—
cies "abollonadas", o pirdmides, cuadrados, rectédngulos y
figuras geométricas similares, elevadas y deprimidas, del
tipo que producen un disefic de "monticulos y valles", EL
diseiic de "monticulos y valles" comprende una pluralidad
de pequefios "montfculos" y de "valles" que se intersecan,
en el que los montfculos estén separados y no tienen mds
de 1 em de altura, usualmente sélo aproximadamente 0,5-5
mm, Los espacios comprendidos entre los monticulos se de
nominan Mvalles", Un diéeﬁo tipico para los rodillos 15
y 18 de embuticién de di;éﬁo éﬁ relieve para embutir am—

bas superficles de una chapa se representa en la figura
2,

La thapa puede también embutirsze con todas las
superficies elevadas (montfculos) sobresaliendo desde una
cara de la chapa, Una gonfiguracidn tfpica para un~par
de rodillos de ewbuticidén de disefio en relieve, para embus

tir solamente una cara de una chapa incluirfa Gnicamente
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un rodillo de formacién de relieve; el rodillo opuesto
tendria uﬁa superficie lisa, compresible, por ejemplo de
caucho, lo que permitirfia la embuticidén de los monticules
a través de una' cara de la chapa cuaﬁdo las elevaciones

del rodillo con el diserio del relieve fueran presionadas

countra la chapa.

La naturaleza exacta del disefio de "monticulos y

e

valles" no es critica en' tanto 1a profundidad y la fre-—
cuencia de las colinas y los valles proporcionen un aflo-
jamiento suficiente en el material de chapa par; permitir
la forwmacidén subsiguiente de protuberancias profundas sin
rasgaduras importantes del material de chapa. En un dise
iio adecuado, lds monticulos estdn separados en dos direc-
ciones esencialmente perpendiculares entre si. In otro
disefio adecuado, los montfculos estdn situados al azar de
manera que hava B6lo cortos segmentos de direccionalidad,

siendo el efeoto global multidireecional., Un disefio uni-

7

direccional, tal como el de simples ondulaciones paralela
o esencialménte paralelas, sin embargo, no es adecuado,

ya que tal disefié no proporciona un aflojamientd suficlenp
te de material de chapa para permitir la subsiguiente im-
preslén profunda de las protuberancias., Los montficulos .
espaclados y los valles que se intersecan cooperan por

tanto para formar un disefio que se extiende através de al
menos una cara de la chapa, siendo los montfculos del di-
sefio cuadrados, rectdngulos o filguras geométriocns similee
res elevadas, espacladas, cada uno de los cuales no supe-
ra los aproximadamente 10-20 um de anchura v longitud in-

dividuales. Por ejemplo, un dilseiio de slevaciornes cuadra-

das de 5 mm (los "monticulos"), separados por espacios de
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aproximadamente 3 mm (los "valles") y embutido hasta una
profundidad de aproximadamente 1 mm, extendiéndose los mor
t{culos en dos direcclones a través de ambas caras de una

chapa de acero inoxidable con un espesor de 0,0762 mm,

permite la embuticidn subsiguiente de un disefio de protu-
berancias cénicas 42 profundas.

La unidad 21 de formacidén de disefio en relieve
produce una chapa 16 con un disefio en relieve ilustrado
en.la figura 2. Asimismo, como se muesira en ldg figura 2
el disefio en relievede la chapa 16 no tiene, en general,
un relieve agudo o definido. La chapa 16 con disefio en
relieve es, tipicamente, un producto intermedio que se
transpofta subsiguientemente mediante el transportador 22

a la distancia de agarre 26 de um par de rodillos 24 y 27

que, juntos, constituyen la unidad 30 de embuticidén profuny

da, La unidad 30 de embuticiédn profunda comunica un dise
fio adicional de grandes protuberancias 42 que sobresalen
desde una cara de la chapa 16 con el diseflo en relieve,
Los frodillos 24 y 27 de embuticién profunda tiernen una
configuracién tal diie se conformen a las protuberancias
cénicas 42 espaciadas que sobresalen en dirécciones alter
nas desde ambas caras de una chapa (véase figura 3). Por
ejemplo, el disedio de eﬁﬁuti&ién profunda puede @&tar for
mado por la éooperacién de un disefic de salientes 48 en
un rodillo, correspondiente con un disefic de orificios 51
en el rodillo opuesto.

Los salientes 4b estdn disefiados de tal modo gue
cuando se extienden a través de su orificio oorrespﬁndieg‘
te, hasta una prof@ndidad deseada, existe una holgura sue

fiolente entre la circunferencia exterior de log salien—
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tes y la circunferencia de su orificio correspondiente,
para acomodar el espesor de la chapa. Ademés, los salién-
tes se fabrican preferiblemente de un material que no acu-
mule calor debido a su contacto de friccidén con la chapa
que estd siendo embutida. Un material que se ha encontradg
especialmente adecuado es un uretano duradero, resistente
al calor. Naturalmeute, pueden utilizarse otros materia-
les, siempre que fio tiendan a acumular calor por friccidn
y en tanto cualesquiera salientes constituidos de material
sean Lo suficientemente duraderos como para soportar las
fuerzas ejercidas sobre ellos cuando son presionados con-
tra la chapa metdlica.

Una forma cénica o semicédnica del saliente es muy
ventajosa yva que tales configuraciones aumentan el 4rea dg
pontacto entre el saliente y la chapa, reduciendo asi la
magnitud del esfuerzo de deformacidén ejercido sobre una
unidad de superficié de la. chapa, especialmente en el pun
to de lu.chapa gque primero entra en contacto con el salien
te, Reduciendo al minimo la. magnitud del esfuerzo ejercilt
do en una unidad de superficie de la chapa, se reduce tam
bién al minimo la probabilidad de que se produzcan rasga-
duras en el metal durante la formacidén de las protuberan-

ciasg.

La impreszidén de las protuberancias 42 desde am~
bas caras de la chapa se consigue teniendo salientes 48 .y
orificios 51 en cada ﬁno de los rodillos 24 y 27 de embu~
ticidn profunda, En la configuraciédn ilustrada existe el
mismo ntméro de salientes 48 y orilicios 51 en cada rodi-
1loi sin embaryo, esto no es esencial, Una predominancia

de protuberancias cénicas 42 podrfa proyectadlse desde una
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cara de la chapa construyende un rodililo de embuticidén
profunda con una predominancia de orificios y el otro ro-
dillo de embuticién profunda con una predominancia de los

salientes correspondientes 48, Naturalmente, este concep
to puede ampliarse, finalmente, a la colocacién de todos
los salientes 43 en un rodillo de embuticién profunda y
de todos los orificios 51 en el rodillo de ewbuticién pro
funda opuesto, para foriuar las protuberancias 42 de tal
modo que sobresalgan completamente desde sélo una cara de
la chapa.

Al igual que el diseno de "mouticulos y valles",
las protuberancias cénicas se extienden también en dos di
recciones a través de al menos una cara del material en
chapa. Dependiendo de la configuracién de los rodillos
24 y 27 de embuticidén profunda, el disefio de las protube-
ranclas puede ser algo aleatorio o puede tener varios gra
dos de regularidad. La base de .la protuberancia 42 es su
ficientements grande con respecto a los montfculos del di
seiio en felieve para que cada base incluya, al menos, par
te de varios de los monti{culos formados poxr la unidad 21
de formacidén de diseiio en relieve, La altura de las pro-
tuberancias es tal que si se .sitda en posiecién una chapa
de taterial en chapa, en relacidu de apoyo con los vérti-
ces de las protuberancias de otra chapa, los véritices de
las protuberancias proporcionarédn en general los tnicos’
puntbs de countacto entre las dos chapas. As{, la embuti-
¢idén profunda del material en chapa mediante La wunidad 30
de embuticién‘profunda forua las protuberancias que siirve
como separadores o distauciamdores ouando se apilan chapas

individuales cono componentes de unag estructura de aisla-
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miento térmico.

Se ha encontrado que estas dos operaciones de el
buticién (en las que primero se Porma un diseiio en relieve
y lueyo se forma un disefio de protuberancias profundas)
son necesarias con el fin de obtener una chapa como 5S¢
muestra en la figura 3 sin que se perfore ni se desyarre
de manera significativa la chapa. -EL intentar simplemente
imprimir protuberahciaé:ppofundas en una chapa no embutids
no da, generalmente, resultados no satisfactorios ya que,
en luygar de formar protuberauncias, un proceso de embuti-—
cién profunda en una sola operacién da con frecuencia co-
mo resultado la perforacién o el desgarre del material en
chapa. rigido o semi-rigido. La embuticidn secueucial de
los dos diseilos, conlo enseiia el presente invento, siu em=
bargo, da couo resultado la foruwacidén de protuberancias
profundas sin que se produzcan desyarros signiricativos
del material encchapa, ya que la primera embuticidén de la
chiapa con los rodillos de. disefio en relieve proporciona
mis metal por unidad de 4rea que en el caso de .la misuta
unidad de 4rea antes de la rormacidén.del diseiio en relieve
del material e¢n chapa, Asi, cuando se foruman gsubsipguien=
temeute las protuberancias profundas 421 el metal no es c3
tirado més alld del punto en que s¢ produce su fullo. kn
consecuencia, las dos operaciones de subuticién son criti
cas para este invento, y es necesario que la opesracién de
formacidn del. disefio en relieve preceda a la operacidn
de embuticidén profunda.

Desp:.iés de la operacién de embuticidén profunda,
las chapas individuales 75 (que ahora contienen las protu

berancias 42 relativamente profundas, asi como el diseilo




10

30

"pllas. Aunque las superficies de las chdpas espaciadoras’

liojn ntm, L2 27—046

de montficulos y valles) son transportadas mediante un
transportador 31 a un dispositivo de recogida 33, segin ST
ilustra em la figura 1, por un simple depdsito o estante-~

ria de recogida.

Asimisﬁo, estd dentro del alcance de este invento

el proporcionar rodillos ficilmente intercambiables para
variar los diseilos de embuticiédn seygln se desee. Los ro-
dillos pueden también ser ajustables con el fin de que

sea posible variar la magnitud de la holgura entre los ro-
dillos que constituyen una unidad de embuticidn.
Ademds, aunque la figura 1 muestra el material en
chapa cortado por el cortador 9 en chapas individuales 11
antes de lds operaciones de embuticiédn, se encuentra tam-
bién dentro. del alcance de este invento el cortar el mate-

rial en chapa en segmentos individuales después de la ope-

racidn de embutieién ligera o después de la operacidn de
embuticidn profunda,

Una estructura de aislamiento térmico reflectante
tipica que utiliza las chapas fabricadas de acuerdo con el
presente invento se ilustra em la figura 8. Una pluralidad
de chapas 75 con las protuberancias profundas 42 y uha plu
ralidad de: chapas distanciadorgg 77 estan parcialmente en-~
cerradas en una envuelta 78. Las chapas espaciadoras 77

no tienen las protuberancias profundas 42 impresas en

pueden carecer ldétalinente de embuticidén, en una reallza-

cidn preferida de estée invento ambas oaras de las chapas
pspacisdoras ¢stdn embutidas con tierto tipo de disefio en
reliéve. Por g¢jeumplo, las chapas espaciadoras pueden com-

prender una pluralidad de chapas 16 con dilsetio en relieve.
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Jas protuberanciaé cénicas 42 separan las chapas 75 de
L :
las chapas espaciadoras adyacentes 77 situadas en posi—

cién en relacidn de apoyo ccn los vértices de las protube
I
rancias y, en genéral, las protuberanclas 42 forman los

. 1,
inicos puntos de contacto entre las‘chapas adyacentes 75

y 77. La estructura de aislamiento puede ser plana, cono

se muestra en la figura 4, o puede ser curva. El nfmero
W N

de chapas necesarias depende del tamaﬁo de la estructura
de aislamiento y de la cantidad delcalor que ha de conte-
nerse, pero ordinariamente se encuentra que son suficien~
tes de 5 a 24 chapas. Las chapas 75 y 77 estén mantenidap

en la envuelta 7%,mediante correas 81, placas perforadas
o similares. ! :
B 1
Aungue ;as,chapas espaciadoras 77 se utilizan en
la realizacién q;eferida de una e%tructura de aislamien=

to térmico refledfante, esto no es{ésencial. Una pluralir

dad de chapas 75 puedalestar situadas en relacién adyacen
te de tal modo que los fGinicos puntos de contacto entre
¥ F
chapas adyacenteq,?S sean los vértices de las protuberan=-
: ;e

cias de cada chaﬁa.

REIVINDICACIONES -

3
'

i [
Los puntos de invencién propia y nueva que se
! ;
presentan para gue sean objeto de ésta solicitud de Paten
1

te de Invencidn en Espafia, por VEINTD aflos, son los q.e

se recogen en las reiv1ndlcac10nes siguzentes'

18, - Un método para la ehbut1c16n profunda de

material en chapa especilalmente adecuado para uso en ais-
u
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lamiento térmico reflectante, caracterizdndose dicho méto
do por embutir primerc el ﬁaterial en chapa con un disefio
en relieve de una pluralidad de mcntfculos-espaciados con
una altura no superior a 1 cm, formando el 4rea en tormo
a dichos monticulos una pluralidad de valles que se inbter
secan y, después de ello, embutir sobre dicho disegtio en
relieve un disefio de ewbuticidn profunda que comprende
unag pluralidad de grandes protuberancias que sobresalen
desde una cara de diého material en chapa, teniendo cada
protuberancia una base mds ancha que su vértice, en el
que la base es suficientemente grande con respecto a los
montfculos para incluir por lo menos partes de varios de
dichos montf{tulos, y en el que la altura de dichas protu-
berancias es mayor que la 'altura de dichos monticulos.

2%,- Un método de acuerdo con la reivindicacién
l¢, varacterizado poque la operacién de embutir el dise
o en relieve iﬂcluye formar monticulos que sobresalen hj
cia fuera desde ambas caras dé dicho material en chapa, y
la operacidn de realizar el disefio de embuticidén profunda
forma protuberancias gque sobresalen altermativamente des~
de ambas caras del maﬁepial en chapa.

¢,~ Un método de acuerdo con la reivindicacién

it o la reivindicacién 2%, caracterizade porque dichos
monticulos del diseiio en relieve estdn separados en dos
diresciovones sustancialmente perpendiculares entre si a
través de una cara de dicho material en chapa.

8,- Un método de acuerdo con cualguiera de las
reivindicaciones 12 a 3%, caracterizado porgue dicho dise
flo el relieve comprende una pluralidad de montfculos cua-

drados, de uaproximadamernte 5 mm, separados por wvalles de

T
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aproximadamente 3 mm, estando embutidos dichos monticulos

hasta una dimensidén de aproximadamente 1 mm desde una carsg
de la chapa, y tenieudo dichas protuberancias dimensiones
de aproximadamente 50 mm de didmetre y 15 mm de altura, ¥y
¢stando espaciadas en aproximadamente 100 nut entre centirog

2,- Un método para la embuticidén profunda de ma

terial en chapa.

cede, represehtado en los dibujos que se acompaiian y para

los fines que se han especificado,

Bsta Memoria consta de quince hojas escritas a

miguina por una sola cara.

Madrid, 12.MAY1976
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Tal y como se_ha deserito en la Memoria gque anters
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